
用途分野

• コーティング
• 転写技術、補修技術
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本技術のアピールポイント

新技術の概要

レーザーで炭素膜(DLC)を溶着することで、二層構造のDLC及び
その製造方法を提供します

＊DLC (Diamond-Like Carbon）とは＊
顕著な摩擦特性、耐摩耗性を有する自己固体潤滑剤の炭素膜構造体

• レーザーを用いたDLCの接合
• 摩擦特性の向上
• 転写技術、補修技術に応用可能

レーザーを用いた炭素膜（Diamond-Like Carbon）の接合

お問い合わせ先：
東京科学大学 産学連携共創機構
E-mail : sangaku@sangaku.titech.ac.jp
TEL : 03-5734-2445

一層構造のDLC 構造体に、DLC層を接合して構造体を厚くすることは不可能
⇒DLC層を接合する技術は存在しなかった

課題

新しい炭素構造体の製造方法
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①DLCを重ね合わせて、レーザーを照射
②ガラス基板との界面で剥離
③DLC層が接合

接合状態

Galvanometer 
mirror 
scanner

a-C:H
filmSi

a-C:H
向上

Yb Fiber
Laser

摩擦特性剥離 レーザー照射後
DLC表面画像
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